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三、研发中的知识产权申请

（一）知识产权类型

知识产权包括：商标、专利、著作权 （版权）、集成电路布图

设计、地理标志、植物新品种、商业秘密、传统知识、遗传资源

以及民间文艺等。研发是企业经营管理活动中知识产权产出最多

的环节，在产品研发流程的各环节中都可能有不同类型的知识产

权产生。

１商标

商标是企业的商品与他人的商品区别开的标志。在我国，文

字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上

述要素的组合，均可以作为商标申请注册。注册商标自核准注册

之日起有效期为１０年，有效期满需要继续使用的，企业可以按照

规定办理续展手续，每次续展注册的有效期为１０年，自该商标上

一届有效期满次日起计算。

２专利

在我国，专利分为发明、实用新型和外观设计三种类型。根

据２０２０年新修正的 《专利法》规定，发明是指对产品、方法或者

其改进所提出的新的技术方案；实用新型是指对产品的形状、构

造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案；外观设计是指

对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、
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图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。我国发

明专利权的期限为２０年，实用新型专利权的期限为１０年，外观设

计专利权的期限为１５年，均自申请日起计算。

３著作权

根据我国２０２０年新修正的 《著作权法》规定，著作权的作品

是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以一定形式表现的

智力成果，包括：文字作品；口述作品；音乐、戏剧、曲艺、舞

蹈、杂技艺术作品；美术、建筑作品；摄影作品；视听作品；工

程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品；

计算机软件；符合作品特征的其他智力成果。在我国，作者的署

名权、修改权和保护作品完整权的保护期不受限制；对于自然人

的作品，著作权中的发表权和财产权利的保护期为作者终生及其

死亡后５０年，截止于作者死亡后第５０年的１２月３１日；对于法人

或者非法人组织的作品，著作权财产权利的保护期为５０年，截止

于作品首次发表后第５０年的１２月３１日，其发表权的保护期为５０

年，截止于作品完成或首次发表后第５０年的１２月３１日。

４集成电路布图设计

集成电路布图设计是指集成电路中至少有一个是有源元件的

两个以上元件和部分或者全部互连线路的三维配置，或者为制造

集成电路而准备的上述三维配置。在我国，布图设计专有权的保

护期为１０年，自申请之日或者在世界任何地方首次投入商业利用

之日起计算，以较前日期为准。
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（二）知识产权类型的选择

企业可以根据自身实际情况、结合所在行业的现状，考虑将

企业的研发成果选用具体的知识产权类型进行保护。

① 产品概念和新技术方案形成、对现有技术方案的优化和改

良、ＩＤ设计图呈现、产品功能和控制方法的实现，可以分别申请

发明、实用新型、外观设计等不同的专利类型进行保护。

② 产品使用的型号、名称在经过设计后可以申请商标注册

保护。

③ 在具体的硬件开发和软件开发环节，可以将集成电路布图

设计、软件程序和代码通过登记获得集成电路布图设计专有权、

计算机软件著作权保护。

④ 企业的包装、装潢设计可以通过著作权作品登记进行保护。

⑤ 企业独有的、不适合申请专利保护的技术实现方法、特殊

工艺方法、材料组成和配方等，可以通过商业秘密进行保护。

四、产品及研发管理中的知识产权保护

（一）产品研发流程中的知识产权工作要点

通常而言，发展中企业和成熟企业的产品开发流程有概念、

计划、开发、验证、发布、产品生命周期管理这几个阶段，而初

创企业的产品开发流程相对简单灵活。综合来看，在产品研发的




